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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カルサイト石表面を洗浄するための方法であって、前記方法は、
　（ａ）水で組成物を希釈することによって使用溶液を調製することであって、前記組成
物が、
　　３～２０質量％のジカルボン酸、
　　３～２５質量％の界面活性剤、及び
　　０～２０質量％の溶媒を含み、
　　前記組成物は、１つ又は複数のグリコール共溶媒を更に含む、調製することと、
　（ｂ）前記使用溶液をカルサイト石表面に適用することと、
　（ｃ）前記表面を洗い流し、拭き取り、または擦り洗いすることと、を含む、方法。
【請求項２】
　前記使用溶液が、前記カルサイト石表面を損傷しない、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記組成物の前記使用溶液が、８～１２．５のｐＨを有する、請求項１または２に記載
の方法。
【請求項４】
　前記組成物の前記使用溶液が、９．５～１１のｐＨを有する、請求項１～３のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項５】
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　前記ジカルボン酸が、２～８の炭素鎖長を有する酸を含む、請求項１～４のいずれか一
項に記載の方法。
【請求項６】
　前記ジカルボン酸が、３～６の炭素鎖長を有する酸を含む、請求項１～５のいずれか一
項に記載の方法。
【請求項７】
　前記ジカルボン酸が、マロン酸、コハク酸、グルタル酸、アジピン酸、及びそれらの組
み合わせから選択される、請求項１～６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記組成物が、他の官能基を有するジカルボン酸を含まない、請求項１～７のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記溶媒が、１つ又は複数のグリコールエーテルを含む、請求項１～８のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項１０】
　前記溶媒が、グリコールエーテルから選択される、請求項１～９のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項１１】
　前記グリコールエーテルが、エチレングリコールモノブチルエーテル、プロピレングリ
コールメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコー
ルモノブチルエーテル、ジエチレングリコールモノヘキシルエーテル、ジエチレングリコ
ールモノメチルエーテル、及びジプロピレングリコールメチルエーテルを含む、請求項９
に記載の方法。
【請求項１２】
　前記グリコールが、エチレングリコール、プロピレングリコール、ブチレングリコール
、及びヘキシレングリコールを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記組成物が、１：２～１：１００の組成物の水に対する希釈比で、水で希釈される、
請求項１～１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　カルサイト石表面を洗浄するための方法であって、
　（ａ）使用溶液を前記カルサイト石表面に適用することであって、前記使用溶液が、
　　０．１～５質量％のジカルボン酸、
　　０．１～５質量％の界面活性剤、及び
　　０～５質量％の溶媒を含み、
　　前記使用溶液は、１つ又は複数のグリコール共溶媒を更に含む、適用することと、
　（ｂ）前記表面を洗い流し、拭き取り、または擦り洗いすることと、を含む、方法。
【請求項１５】
　前記使用溶液が、前記カルサイト石表面を損傷しない、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記組成物の前記使用溶液が、９．５～１１のｐＨを有する、請求項１４又は１５に記
載の方法。
【請求項１７】
　前記ジカルボン酸が、３～６の炭素鎖長を有する酸を含む、請求項１４～１６のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項１８】
　前記ジカルボン酸が、マロン酸、コハク酸、グルタル酸、アジピン酸、及びそれらの組
み合わせから選択される、請求項１４～１７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１９】
　前記組成物が、他の官能基を有するジカルボン酸を含まない、請求項１４～１８のいず
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れか一項に記載の方法。
【請求項２０】
　前記溶媒が、１つ又は複数のグリコールエーテルを含む、請求項１４～１９のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項２１】
　前記グリコールエーテルが、エチレングリコールモノブチルエーテル、プロピレングリ
コールメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコー
ルモノブチルエーテル、ジエチレングリコールモノヘキシルエーテル、ジエチレングリコ
ールモノメチルエーテル、及びジプロピレングリコールメチルエーテルを含む、請求項２
０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記１つ又は複数のグリコール共溶媒が、エチレングリコール、プロピレングリコール
、ブチレングリコール、ヘキシレングリコール、またはそれらの組み合わせを含む、請求
項１４に記載の方法。
【請求項２３】
　３～２０質量％のジカルボン酸、
　３～２５質量％の界面活性剤、
　０～２０質量％溶媒、及び
　水、を含む、組成物であって、
　前記組成物は、１つ又は複数のグリコール共溶媒を更に含み、
　前記組成物は、９～１２．５のｐＨを有し、カルサイト石表面での使用に安全である、
組成物。
【請求項２４】
　前記組成物は、９．５～１１のｐＨを有する使用溶液である、請求項２３に記載の組成
物。
【請求項２５】
　前記ジカルボン酸が、２～８の炭素鎖長を有する酸を含む、請求項２３又は２４に記載
の組成物。
【請求項２６】
　前記ジカルボン酸が、３～６の炭素鎖長を有する酸を含む、請求項２３～２５のいずれ
か一項に記載の組成物。
【請求項２７】
　前記ジカルボン酸が、マロン酸、コハク酸、グルタル酸、アジピン酸、及びそれらの組
み合わせから選択される、請求項２３～２６のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項２８】
　前記組成物が、他の官能基を有するジカルボン酸を含まない、請求項２３～２７のいず
れか一項に記載の組成物。
【請求項２９】
　抗菌剤をさらに含む、請求項２３～２８のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項３０】
　前記組成物が、発泡体または発泡性組成物である、請求項２３～２９のいずれか一項に
記載の組成物。
【請求項３１】
　０．１～５質量％のジカルボン酸、
　０．１～５質量％の界面活性剤、
　０～５質量％の溶媒、及び
　水、を含む、組成物であって、
　前記組成物は、１つ又は複数のグリコール共溶媒を更に含み、
　前記組成物は、９～１２．５のｐＨを有する使用溶液であり、カルサイト石表面の使用
に安全である、組成物。
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【請求項３２】
　前記組成物の前記使用溶液が、９．５～１１のｐＨを有する、請求項３１に記載の組成
物。
【請求項３３】
　前記ジカルボン酸が、２～８の炭素鎖長を有する酸を含む、請求項３１又は３２に記載
の組成物。
【請求項３４】
　前記ジカルボン酸が、３～６の炭素鎖長を有する酸を含む、請求項３１～３３のいずれ
か一項に記載の組成物。
【請求項３５】
　前記ジカルボン酸が、マロン酸、コハク酸、グルタル酸、アジピン酸、及びそれらの組
み合わせから選択される、請求項３１～３４のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項３６】
　前記組成物が、他の官能基を有するジカルボン酸を含まない、請求項３１～３５のいず
れか一項に記載の組成物。
【請求項３７】
　抗菌剤をさらに含む、請求項３１～３６のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項３８】
　前記組成物が、発泡体または発泡性組成物である、請求項３１～３７のいずれか一項に
記載の組成物。
【請求項３９】
　請求項２３～３８に記載の組成物の使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２０１７年５月１９日に出願されており、２０１６年５月１９日に出願され
、かつ参照によりその全体が本明細書に組み込まれる米国仮出願第６２／３３８，７２８
号に対する優先権の利益を主張する。
【０００２】
　本開示は、洗浄組成物に関する。具体的には、本開示は、カルサイト系の石表面と適合
する洗浄組成物に関する。
【背景技術】
【０００３】
　大理石、石灰石（例えば、トラバーチン）、またはオニキス等のカルサイト系の石は、
一般に、表面材料として、ならびに浴室、台所、及び建物内の床材として使用され得る。
しかしながら、このような石は、酸性または強アルカリ性ｐＨを有する洗浄組成物に対し
て感受性があり得る。
【０００４】
　酸性ｐＨに対する感受性は、浴室表面に関して特に問題になる場合があり、酸性洗浄剤
は、石灰石鹸汚れを除去するために使用され得る。石灰石鹸汚れは、口語的に「石鹸カス
」と呼ばれ、硬水イオン（カルシウム及びマグネシウム）と石鹸の脂肪酸との反応生成物
である。石灰石鹸汚れは、一般に、除去するには困難な汚れとして知られており、影響を
受けた表面の洗浄をより難しくし、かつ他の汚れ及び生物膜を蓄積し易くする可能性があ
る。石灰石鹸汚れは、酸性洗浄剤で溶解され得る。しかしながら、酸性洗浄剤は、カルサ
イト系の石表面に損傷を与えるため、このような表面での使用には推奨されない。この背
景に照らして、本開示がなされる。
【発明の概要】
【０００５】
　本開示は、組成物と、その組成物で硬質表面を洗浄するための方法とに関する。組成物
は、３～２０質量％のジカルボン酸、３～２５質量％の界面活性剤、０～２０質量％の溶
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媒、及び水を含み、９～１２．５のｐＨを有する。組成物の即使用可能溶液は、０．１～
５質量％のジカルボン酸、０．１～５質量％の界面活性剤、０～５質量％の溶媒、及び水
を含み、９～１２．５のｐＨを有する。組成物は、カルサイト石表面での使用に安全であ
る。一態様では、カルサイト石表面を洗浄する方法は、カルサイト石表面への組成物の使
用溶液と、表面を洗い流し、拭き取り、または擦り洗いすることと含む。別の態様では、
方法は、組成物を水で希釈することによって使用溶液を調製することと、使用溶液をカル
サイト石表面に適用することと、表面を洗い流しまたは拭き取りすることとを含む。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】実施例１の結果のグラフ表示である。
【図２】実施例２の結果のグラフ表示である。
【図３】実施例３の結果のグラフ表示である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　本開示は、カルサイト系の石表面等の感受性のある石表面と適合する洗浄組成物に関す
る。カルサイト系石には、例えば、大理石、石灰石、チョーク、トラバーチン、またはオ
ニキスが挙げられる。このような石は、石の表面を浸蝕し得る酸性組成物による損傷の影
響を受けやすい。ある特定のタイル等の他の表面も、酸性組成物に感受性があり得る。カ
ルシウム含有（例えば、カルサイト系）石等の感受性材料から作製された洗浄表面は、特
に、浴室及び台所（例えば、シャワー、トイレ、洗面所、調理台、及びその周辺範囲）等
の石灰石鹸系の汚れが蓄積した範囲において困難になり得る。本開示は、石灰石鹸系汚れ
に対して有効であり、かつカルサイト系石及び他の表面上で安全に使用され得る洗浄組成
物を提供する。
【０００８】
　本開示の組成物は、浴室洗浄剤、台所洗浄剤、汎用洗浄剤、または床洗浄剤としての使
用のために配合され得る。本開示の組成物は、カルサイト系石表面及びタイル表面等の感
受性表面と適合するように配合される。
【０００９】
　用語の「約」は、当業者が予想するように、測定における通常の変動を含む数値と併せ
て使用され、「およそ」と同じ意味を有し、かつ記述された値の＋５％等の典型的な誤差
の範囲を対象とするように理解される。
【００１０】
　本明細書で使用する「質量パーセント」、「質量％」、「質量単位のパーセント」、「
質量単位の％」、及びそれらの変化形は、組成物の総質量に対する物質の質量としての、
その物質の濃度を指す。本明細書で使用される場合、「パーセント」、「％」等は、「質
量パーセント」、「質量％」等と同義であることを意図することが理解される。
【００１１】
　本明細書及び添付の特許請求の範囲で使用する単数形「ａ」、「ａｎ」、及び「ｔｈｅ
」が、文脈による別段の明確な指示がない限り、複数の指示対象を含むことに留意された
い。したがって、例えば、「ある化合物（ａ　ｃｏｍｐｏｕｎｄ）」を含有する組成物へ
の言及は、２つ以上の化合物を有する組成物を含む。用語の「または」が、概して、文脈
による別段の明確な指示がない限り、「及び／または」を含む意味で用いられることにも
留意されたい。
【００１２】
　特許請求の範囲において使用する移行句「から本質的になる」は、当業者が列挙成分と
通常関連付け得るほんのわずかな不純物または不活性薬剤を含む特定の材料に、クレーム
の範囲を限定する。
【００１３】
　本開示の組成物を使用して、感受性石表面（例えば、カルサイト石表面）を洗浄するこ
とができる。任意の適切な洗浄方法を使用することができる。例えば、組成物は、噴霧、
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ミスト化、発泡、スポンジ、滴下、注入、拭き取り、または任意の他の適切な方法によっ
て表面上に適用され得る。組成物は、使用前に希釈される濃縮物、または即使用可能溶液
であってもよい。表面は、拭き取り、スポンジ、ブラシ、擦り洗い、または任意の他の適
切な方法によって洗浄され得る。組成物は、洗浄後、表面から拭き取りまたはスポンジで
取ってもよく、または表面を水で洗い流しすることができる。
【００１４】
　組成物は、濃縮物としてまたは使用溶液として提供されてもよい。濃縮組成物は、水ま
たは別の水溶液等の適切な希釈剤と使用する前に、使用溶液を形成するように希釈されて
もよい。希釈比は、適切な強度の使用溶液をもたらすように調整され得る。例えば、希釈
比は、約１：２～約１：１００、または約１：４～約１：５０、または約１：１０～約１
：３０であり得る。
【００１５】
　少なくとも１つの実施形態によると、組成物は、ジカルボン酸またはその塩、１つ又は
複数の界面活性剤、ならびに任意選択の溶媒及び共溶媒を含む。組成物は、７～１２．５
、または好ましくは約１０～約１２の範囲のｐＨを有する。組成物は、使用前に使用溶液
に希釈される濃縮物として提供されてもよい。代替として、組成物は、即使用可能配合物
として提供されてもよい。
【００１６】
　ジカルボン酸またはその塩
　用語のジカルボン酸及びジカルボン酸塩は、本明細書において交換可能に使用され、用
語のジカルボン酸は、本明細書において、組成物が酸及び／またはその塩を含み得ること
を示すように集合的に使用される。
【００１７】
　ジカルボン酸は、２つのカルボキシル基及び２～８または３～６の炭素鎖長を有するカ
ルボン酸から選択され得る。例えば、ジカルボン酸は、マロン酸、コハク酸、グルタル酸
、アジピン酸、及びそれらの組み合わせから選択され得る。ジカルボン酸は、不飽和また
は分岐カルボン酸であってもよい。いくつかの実施形態では、ジカルボン酸は、２つのカ
ルボキシル基の他に、他の官能基を含まない。
【００１８】
　ジカルボン酸は、組成物の使用溶液の約０．１～約５％、約０．１５～約４％、約０．
２～約３％、または約０．３～約２．５％で存在し得る。一例では、ジカルボン酸は、組
成物の約０．２５～約４％で存在する。組成物が濃縮物として提供される場合、ジカルボ
ン酸は、組成物の約３～約２５％、約４～約２０％、または約５～約１５％で存在し得る
。
【００１９】
　界面活性剤
　組成物は、１つ又は複数の界面活性剤を含んでもよい。界面活性剤は、カチオン性、ア
ニオン性、非イオン性、両性、及び双性イオン性界面活性剤から選択され得る。両性界面
活性剤は、発泡体を生成するその能力、及びヒドロトロープとして作用することで知られ
ている。いくつかの実施形態では、組成物は、少なくとも１つの両性界面活性剤を含む。
アミンオキシド等のいくつかの非イオン性界面活性剤は、抗菌剤として使用される第４級
アンモニウム化合物との良好な適合性、及び石灰石鹸の除去を補助するその能力で知られ
ている。いくつかの実施形態では、組成物は、非イオン性界面活性剤を含む。
【００２０】
　カチオン性界面活性剤
　組成物は、１つ又は複数のカチオン性界面活性剤を含んでもよい。カチオン性界面活性
剤の一般に使用される基は、アルキルアミン及びアミドアミン等のアミンである。アミン
基には、例えば、アルキルアミン（例えば、モノエタノールアミン「ＭＥＡ」、ジエタノ
ールアミン「ＤＥＡ」、またはトリエタノールアミン「ＴＥＡ」）及びその塩、アルキル
イミダゾリン、エトキシ化アミン、ならびに第４級アンモニウム化合物及びその塩が含ま



(7) JP 6882341 B2 2021.6.2

10

20

30

40

50

れる。他のカチオン性界面活性剤には、アミン化合物に類似した硫黄（スルホニウム）及
びリン（ホスホニウム）系化合物が含まれる。
【００２１】
　界面活性剤は、分子のヒドロトロープ部分上の電荷が陽性である場合にカチオン性とし
て分類され、またはｐＨが中性以下近くまで低下しなければヒドロトロープが電荷を帯び
ない界面活性剤は、カチオン性である（例えば、アルキルアミン）。理論的には、カチオ
ン性界面活性剤は、「オニウム」構造ＲｎＸ＋Ｙ－を含有する要素の任意の組み合わせか
ら合成されてもよく、リン（ホスホニウム）及び硫黄（スルホニウム）等の窒素（アンモ
ニウム）以外の化合物を含み得る。実際には、カチオン性界面活性剤の分野では、窒素含
有化合物が優位を占めている。
【００２２】
　カチオン性界面活性剤は、一般的に、少なくとも１つの長炭素鎖疎水性基及び少なくと
も１つの正電荷窒素を含有する化合物を指す。長炭素鎖基は、単純な置換によって窒素原
子に直接付着されてもよく、または、所謂中断アルキルアミン及びアミドアミン内の１つ
または複数の架橋官能基によって間接的に付着されてもよい。このような官能基は、分子
を、より親水性もしくはより水分散性とすることができ、共界面活性剤混合物によって水
により溶解され易く、または水溶性とすることができる。水への溶解度を増大させるため
に、追加の第１級、第２級、もしくは第３級アミノ基が導入され得るか、またはアミノ窒
素が、低分子量アルキル基で４級化され得る。さらに、窒素は、多様な不飽和度の分岐鎖
もしくは直鎖部分の一部、または飽和もしくは不飽和複素環式環の一部であり得る。加え
て、カチオン性界面活性剤は、２つ以上のカチオン性窒素原子を有する複合結合を含有し
てもよい。
【００２３】
　アミンオキシド、両性、及び双性イオンとして分類される界面活性剤化合物は、それ自
体は、典型的には中性近くから酸性ｐＨの溶液中でカチオン性であり、界面活性剤の分類
と重複し得る。ポリオキシエチル化カチオン性界面活性剤は、一般的に、アルカリ性溶液
中で非イオン性界面活性剤のように挙動し、酸性溶液中でカチオン性界面活性剤のように
挙動する。
【００２４】
　最も単純なカチオン性アミンであるアミン塩及び第４級アンモニウム化合物は、以下の
ように概略的に描かれ得る。
【化１】

　式中、Ｒは、長アルキル鎖を表し、Ｒ´、Ｒ´´、及びＲ´´´は、長アルキル鎖また
はより小さいアルキルもしくはアリール基または水素のいずれかであってもよく、Ｘは、
アニオンを表す。
【００２５】
　大容積の市販のカチオン性界面活性剤の大部分は、当業者に既知の４つの主要な分類及
び追加の下位分類に分割され、「Ｓｕｒｆａｃｔａｎｔ　Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ」，
Ｃｏｓｍｅｔｉｃｓ＆Ｔｏｉｌｅｔｒｉｅｓ，Ｖｏｌ．１０４（２）８６－９６（１９８
９）に記載されている。第１の分類には、アルキルアミン及びその塩が含まれる。第２の
分類には、アルキルイミダゾリンが含まれる。第３の分類には、エトキシル化アミンが含
まれる。第４の分類には、アルキルベンジルジメチルアンモニウム塩、アルキルベンゼン



(8) JP 6882341 B2 2021.6.2

10

20

30

40

50

塩、複素環式アンモニウム塩、テトラアルキルアンモニウム塩等の４級化が含まれる。カ
チオン性界面活性剤は、中性ｐＨ未満の組成物における洗浄力、抗微生物性有効性、他の
薬剤と連携した増粘またはゲル化等を含む多様な特性を有することが知られている。
【００２６】
　例示的カチオン性界面活性剤には、式Ｒ１

ｍＲ２
ｘＹＬＺを有するものが含まれ、式中

、各Ｒ１は、任意選択により３つまでのフェニルまたはヒドロキシ基で置換され、かつ任
意選択により以下の構造、
【化２】

　またはこれらの構造の異性体もしくはこれらの混合物のうちの４つまでによって中断さ
れる直鎖または分岐アルキルまたはアルケニル基を含有する有機基であり、これは、約８
～２２の炭素原子を含む。Ｒ１基は、最大１２個のエトキシ基をさらに含有してもよく、
ｍは、１～３の数である。好ましくは、分子中の１個以下のＲ１基は、ｍが２であるとき
に１６個以上の炭素原子を有するか、またはｍが３であるときに１３個以上の炭素原子を
有する。各Ｒ２は、１～４つの炭素原子またはベンジル基を含有するアルキルまたはヒド
ロキシアルキル基であり、分子中の１個以下のＲ２は、ベンジルであり、ｘは、０～１１
、好ましくは０～６の数である。Ｙ基上の任意の炭素原子位置の残りは、水素によって充
填される。
【００２７】
　Ｙは、
【化３】

　またはその混合物のうちの１つ等の基であり得る。好ましくは、Ｌは、１または２であ
り、Ｙ基が、Ｌが２であるときに１～２２個の炭素原子及び２つの遊離炭素単結合を有す
るＲ１及びＲ２類似体（好ましくはアルキレンまたはアルケニレン）から選択される部分
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によって分離される。Ｚは、サルフェート、メチルサルフェート、水酸化物、または硝酸
アニオン等の水溶性アニオンであり、特に好適なものは、カチオン成分の電気的中性をも
たらす数のサルフェートまたはメチルサルフェートアニオンである。
【００２８】
　アニオン性界面活性剤
　アニオン性界面活性剤は、洗剤用界面活性剤として有用であるが、ゲル化剤、またはゲ
ル化系もしくは増粘系の一部として、可溶化剤として、及び屈水性効果及び曇り点制御に
も有用である。組成物は、１つ又は複数のアニオン性界面活性剤を含んでもよい。本組成
物のための適切なアニオン性界面活性剤には、カルボン酸及びその塩、例えばアルカン酸
及びアルカノエート、エステルカルボン酸（例えば、アルキルサクシネート）、エーテル
カルボン酸等、リン酸エステル及びその塩、スルホン酸及びその塩、例えば、イセチオネ
ート、アルキルアリールスルホネート、アルキルスルホネート、スルホサクシネート、な
らびに硫酸エステル及びその塩、例えば、アルキルエーテルサルフェート、アルキルサル
フェート等が含まれる。
【００２９】
　アニオン性界面活性剤には、疎水性基に負電荷を有するもの、またはｐＨが中性以上ま
で上昇しなければ分子の疎水性区分が電荷を帯びない界面活性剤（例えばカルボン酸）が
含まれる。カルボキシレート、スルホネート、サルフェート、及びホスフェートは、アニ
オン性界面活性剤中に認められる極性（親水性）可溶化基である。これらの極性基に関連
するカチオン（対イオン）の中で、ナトリウム、リチウム、及びカリウムが、水溶性を付
与し、アンモニウム及び置換アンモニウムイオンが、水溶性及び油溶性の両方を提供し、
カルシウム、バリウム、及びマグネシウムが、油溶性を促進する。特定の塩が、特定の配
合物の必要性に応じて適切に選択される。
【００３０】
　アニオン性界面活性剤は、優れた洗浄用界面活性剤であり、典型的には高発泡プロファ
イルを有する。アニオン性界面活性剤は、組成物内の洗浄以外の特別な化学的または物理
的特性を付与するのにも有用であり得る。アニオンはゲル化剤として、またはゲル化系ま
たは増粘系の一部として用いられ得る。アニオンは、優れた可溶化剤でありに、屈水性効
果及び曇り点制御にも使用され得る。
【００３１】
　大容積の市販のアニオン性界面活性剤の大部分は、当業者に既知の５つの主要な化学的
分類及び追加の下位分類に分割され得、「Ｓｕｒｆａｃｔａｎｔ　Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄ
ｉａ」，Ｃｏｓｍｅｔｉｃｓ＆Ｔｏｉｌｅｔｒｉｅｓ，Ｖｏｌ．１０４（２）７１－８６
（１９８９）に記載されている。第１の分類には、アシルアミノ酸（及び塩）、例えば、
アシルグルタメート、アシルペプチド、サルコシネート（例えば、Ｎ－アシルサコシエー
ト）、タウレート（例えば、Ｎ－アシルタウレート及びメチルタウライドの脂肪酸アミド
）等が含まれる。第２の分類には、カルボン酸（及び塩）、例えば、アルカン酸（及びア
ルカノエート）、エステルカルボン酸（例えば、アルキルサクシネート）、エーテルカル
ボン酸等が含まれる。第３の分類には、リン酸エステル及びその塩が含まれる。第４の分
類には、スルホン酸（及び塩）、例えば、イセチオネート（例えば、アシルイセチオネー
ト）、アルキルアリールスルホネート、アルキルスルホネート、スルホサクシネート（例
えば、スルホサクシネートのモノエステル及びジエステル）等が含まれる。第５の分類に
は、硫酸エステル（及び塩）、例えば、アルキルエーテルサルフェート、アルキルサルフ
ェート等が含まれる。
【００３２】
　例示的アニオン性界面活性剤には、以下のものが含まれる。
　直鎖及び分岐第１級及び第２級アルキルサルフェート、アルキルエトキシサルフェート
、脂肪族オレイルグリセロールサルフェート、アルキルフェノールエチレンオキシドエー
テルサルフェート、Ｃ５－Ｃ１７アシル－Ｎ－（Ｃ１－Ｃ４アルキル）及び－Ｎ－（Ｃ１

－Ｃ２ヒドロキシアルキル）グルカミンサルフェート、ならびにアルキルポリサッカロイ
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ドのサルフェート、例えば、アルキルポリグルコシドのサルフェート（本明細書に記載さ
れている非イオン性非硫酸化化合物）。
【００３３】
　アンモニウム及び置換アンモニウム（例えば、モノエタノールアミン、ジエタノールア
ミン、及びトリエタノールアミン）及び直鎖または分岐鎖でアルキル基に５～１８個の炭
素原子を含有するアルキルベンゼンスルホネート等のアルキル単核芳香族スルホネートの
アルカリ金属（例えば、ナトリウム、リチウム、及びカリウム）塩、例えば、アルキルベ
ンゼンスルホネートの塩またはアルキルトルエン、キシレン、クメン、及びフェノールス
ルホネート、アルキルナフタレンスルホネート、ジアミルナフタレンスルホネート、及び
ジノニルナフタレンスルホネート、及びアルコキシル化誘導体の塩。
【００３４】
　アルキルエトキシカルボキシレート等のアニオン性カルボキシレート界面活性剤、アル
キルポリエトキシポリカルボキシレート界面活性剤、及び石鹸（例えば、アルキルカルボ
キシル）。第２級石鹸界面活性剤（例えば、アルキルカルボキシル界面活性剤）には、第
２級炭素に連結されたカルボキシル単位を含有するものが含まれる。第２級炭素は、例え
ばｐ－オクチル安息香酸、またはアルキル置換シクロヘキシルカルボキシレート等の環構
造であり得る。第２級石鹸界面活性剤は、典型的には、エーテル結合、エステル結合、及
びヒドロキシル基を含有しない。さらに、第２級石鹸界面活性剤には、典型的には、頭部
基（両親媒性部分）内に窒素原子がない。適切な第２級石鹸界面活性剤は、典型的には１
１～１３個の全炭素原子を含有するが、より多くの炭素原子（例えば、最大１６個）が存
在してもよい。
【００３５】
　他のアニオン性界面活性剤には、オレフィンスルホネート、例えば、長鎖アルケンスル
ホネート、長鎖ヒドロキシアルケンスルホネート、またはアルケンスルホネートとヒドロ
キシアルケンスルホネートとの混合物が含まれる。また、アルキルサルフェート、アルキ
ルポリ（エチレンオキシ）エーテルサルフェート、及び芳香族ポリ（エチレンオキシ）サ
ルフェート、例えば、エチレンオキシド及びノニルフェノール（通常１～６つのオキシエ
チレン基を分子毎に有する）の硫酸塩または縮合生成物も含まれる。ロジン、水素化ロジ
ン、ならびに牛脂中に存在するまたはそれに由来する樹脂酸及び水素化樹脂酸等の、樹脂
酸及び水素化樹脂酸も適切である。
【００３６】
　非イオン性界面活性剤いくつかの実施形態では、組成物は、非イオン性界面活性剤を含
む。非イオン性界面活性剤は、汚れ除去を改善し、処理する表面上の溶液の接触角を減少
させ得る。
【００３７】
　非イオン性界面活性剤は、概して、有機疎水性基及び有機親水性基の存在を特徴とし、
典型的には、有機脂肪族、アルキル芳香族、またはポリオキシアルキレン疎水性化合物の
、一般的にはエチレンオキシドまたはその多水和生成物、ポリエチレングリコールである
親水性アルカリ性酸化物部分との縮合によって生成される。反応性水素原子を有するヒド
ロキシル基、カルボキシル基、アミノ基、またはアミド基を有する、実質的に任意の疎水
性化合物は、エチレンオキシド、またはその多水和付加物、またはプロピレンオキシド等
のアルコキシレンとのその混合物と縮合されて、非イオン性表面活性剤を形成し得る。任
意の特定の疎水性化合物と縮合される親水性ポリオキシアルキレン部分の長さは、親水性
と疎水性との間の所望の平衡度を有する水分散性または水溶性化合物を得るために容易に
調整され得る。
【００３８】
　適切な非イオン性界面活性剤の例として、ニュージャージー州フォーハムパークのＢＡ
ＳＦ　Ｃｏｒｐ．により製造された市販製品ＰＬＵＲＯＮＩＣ（登録商標）及びＴＥＴＲ
ＯＮＩＣ（登録商標）を含む、ブロックポリオキシプロピレン－ポリオキシエチレンポリ
マー化合物、Ｒｈｏｎｅ－Ｐｏｕｌｅｎｃにより製造された市販製品ＩＧＥＰＡＬ（登録
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商標）及びＵｎｉｏｎ　Ｃａｒｂｉｄｅにより製造されたＴＲＩＴＯＮ（登録商標）を含
む、アルキルフェノールのエチレンオキシドとの縮合生成物、Ｓｈｅｌｌ　Ｃｈｅｍｉｃ
ａｌ　Ｃｏより製造された市販製品ＮＥＯＤＯＬ（登録商標）及びＶｉｓｔａ　Ｃｈｅｍ
ｉｃａｌ　Ｃｏより製造されたＡＬＦＯＮＩＣ（登録商標）を含む、６～２４個の炭素原
子を有する直鎖または分岐鎖アルコールのエチレンオキシドとの縮合生成物、Ｈｅｎｋｅ
ｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎより製造された市販製品ＮＯＰＡＬＣＯＬ（登録商標）及び
Ｌｉｐｏ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，Ｉｎｃ．より製造されたＬＩＰＯＰＥＧ（登録商標）を
含む、直鎖または分岐鎖カルボン酸のエチレンオキシドとの縮合生成物、グリセリド、グ
リセリン、及び多価アルコールとの反応により形成されたアルカン酸エステル、ニュージ
ャージー州アレンデールのＬｏｎｚａ　Ｉｎｃ．より両方とも入手可能であるＢＡＲＬＯ
Ｘ（登録商標）及びＦＭＢ（登録商標）アミンオキシドを含む、アルキルアミンオキシド
が挙げられる。
【００３９】
　アルコキシル化（例えば、エトキシル化またはプロポキシル化）Ｃ６－Ｃ１８脂肪族ア
ルコールは、本組成物において使用するための適切な界面活性剤である。適切なアルコキ
シル化アルコールの例として、ニュージャージー州フォーハムパークのＢＡＳＦ　Ｃｏｒ
ｐ．よりＬＵＴＥＮＳＯＬ　ＸＰ（登録商標）として市販されているエトキシ化Ｃ１０ア
ルコールが挙げられる。
【００４０】
　例示的非イオン性界面活性剤には、以下がさらに含まれる。
　開始剤反応性水素化合物としてプロピレングリコール、エチレングリコール、グリセロ
ール、トリメチロールプロパン、及びエチレンジアミンに基づく、ブロックポリオキシプ
ロピレン－ポリオキシエチレンポリマー化合物、例えば、二官能性ブロックコポリマー（
ＢＡＳＦ　Ｃｏｒｐ．より入手可能なＰＬＵＲＯＮＩＣ（登録商標）製品）、及びテトラ
官能性ブロックコポリマー（ＢＡＳＦ　Ｃｏｒｐ．より入手可能なＴＥＴＲＯＮＩＣ（登
録商標）製品）。
【００４１】
　直鎖または分岐鎖構成のアルキル鎖、または単一または二重アルキル構成成分のアルキ
ル鎖が、約８～約１８個の炭素原子を含有する１モルのアルキルフェノールと、を約３～
約５０モルのエチレンオキシドとの縮合生成物。アルキル基は、例えば、ジイソブチレン
、ジ－アミル、重合プロピレン、イソ－オクチル、ノニル、及びジ－ノニルによって表さ
れ得る。これらの界面活性剤は、アルキルフェノールのポリエチレン、ポリプロピレン、
及びポリブチレンオキシド縮合物であり得る。市販の例として、Ｓｏｌｖａｙ　Ｓ．Ａ．
より入手可能なＩＧＥＰＡＬ（登録商標）、及びＤＯＷ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａ
ｎｙより入手可能なＴＲＩＴＯＮ（登録商標）が挙げられる。
【００４２】
　約６～約２４個の炭素原子を有する１モルの飽和または不飽和、直鎖または分岐鎖アル
コールと、約３～約５０モルのエチレンオキシドとの縮合生成物。アルコール部分は、上
述の炭素の範囲のアルコールの混合物からなり得るか、またはこの範囲内の特定の数の炭
素原子を有するアルコールからなり得る。市販の例として、Ｓｈｅｌｌ　Ｃｈｅｍｉｃａ
ｌ　Ｃｏ．より入手可能なＮＥＯＤＯＬ（登録商標）及びＳａｓｏｌ　Ｎｏｒｔｈ　Ａｍ
ｅｒｉｃａ，Ｉｎｃ．より入手可能なＡＬＦＯＮＩＣ（登録商標）が挙げられる。
【００４３】
　約８～約１８個の炭素原子を有する１モルの飽和または不飽和、直鎖または分岐鎖カル
ボン酸と、約６～約５０モルのエチレンオキシドとの縮合生成物。酸は、上記に定義され
る炭素原子範囲の酸の混合物であり得るか、またはこの範囲内の特定の数の炭素原子を有
する１つの酸であり得る。市販品の例として、Ｌｉｐｏ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，Ｉｎｃ．
より入手可能なＬＩＰＯＰＥＧ（登録商標）が挙げられる。
【００４４】
　グリセリド、グリセリン、及び多価（サッカリドまたはソルビタン／ソルビトール）ア
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ルコールとの反応により形成されるアルカノール酸エステル。これらのエステル部分の全
ては、その分子上に、これらの物質の親水性を制御するためにさらなるアシル化またはエ
チレンオキシド（アルコキシド）添加に供され得る１つ又は複数の反応性水素部位を有す
る。
【００４５】
　いくつかの実施形態では、組成物は、低発泡性非イオン性界面活性剤を含む。例示的低
発泡性非イオン性界面活性剤には、以下が含まれる。
　ブロックコポリマーである逆ブロックコポリマーは、エチレンオキシドをエチレングリ
コールに添加して、指定の分子量の親水性物質を提供し、次いで、プロピレンオキシドを
添加して分子の外側（末端）上に疎水性ブロックを得ることによって、本質的に逆にされ
る。分子の疎水性部分は、約１，０００～約３，１００の分子量であり、中央の親水性物
質は、最終分子の１０質量％～約８０質量％を構成する。二官能性逆ブロックコポリマー
（ＢＡＳＦ　Ｃｏｒｐ．よりＰＬＵＲＯＮＩＣ（登録商標）として市販されている）及び
テトラ官能性逆ブロックコポリマー（ＢＡＳＦ　Ｃｏｒｐ．よりＴＥＴＲＯＮＩＣ（登録
商標）として市販されている）も含まれる。
【００４６】
　１つまたは複数の末端ヒドロキシ基（多機能部分の）を「キャッピング」または「末端
ブロッキング」して、プロピレンオキシド、ブチレンオキシド、ベンジルクロライド、な
らびに１～約５個の炭素原子を含有する短鎖脂肪酸、アルコール、またはハロゲン化アル
キル等の小さい疎水性分子との反応により発砲を低減することにより修飾されるキャッピ
ングされた非イオン性界面活性剤。末端ヒドロキシ基をクロリド基に転化させるチオニル
クロリド等の反応物質も含まれる。末端ヒドロキシ基へのこのような修飾は、オール－ブ
ロック、ブロック－ヘテリック、ヘテリック－ブロック、またはオール－ヘテリック非イ
オンをもたらしてもよい。
【００４７】
　１９５９年９月８日にＢｒｏｗｎらに発行された米国特許第２，９０３，４８６号の、
以下の式で表わされる、アルキルフェノキシポリエトキシアルカノール。
【化４】

　式中、Ｒは、８～９個の炭素原子のアルキル基であり、Ａは、３～４個の炭素原子のア
ルキレン鎖であり、ｎは、７～１６の整数であり、ｍは、１～１０の整数である。
【００４８】
　１９６２年８月７日にＭａｒｔｉｎらに発行された米国特許第３，０４８，５４８号に
記載されている、交互の親水性オキシエチレン鎖及び疎水性オキシエチレン鎖を有するポ
リアルキレングリコール縮合物であって、末端疎水性鎖の質量、中間疎水性単位の質量、
及び結合親水性単位の質量が各々、縮合物の約３分の１を表わす、ポリアルキレングリコ
ール縮合物。
【００４９】
　１９６８年５月７日にＬｉｓｓａｎｔらに発行された米国特許第３，３８２，１７８号
に開示されている、一般式Ｚ￥［（ＯＲ）ｎＯＨ］ｚを有する消泡性非イオン性界面活性
剤であって、式中、Ｚは、アルコキシル化可能な材料であり、Ｒは、エチレン及びプロピ
レンであり得るアルカリ性酸化物由来のラジカルであり、ｎは、１０～２，０００以上の
整数であり、ｚは、反応性オキシアルキル化可能な基の数によって決定される整数である
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、消泡性非イオン性界面活性剤。
【００５０】
　１９５４年５月４日にＪａｃｋｓｏｎらに発行された米国特許第２，６７７，７００号
に記載されている、式Ｙ（Ｃ３Ｈ６Ｏ）ｎ（Ｃ２Ｈ４Ｏ）ｍＨに対応する、共役ポリオキ
シアルキレン化合物であって、式中、Ｙは、約１～６の炭素原子及び１つの反応性水素原
子を有する有機化合物の残基であり、ｎは、ヒドロキシルの数によって決定される少なく
とも約６．４の平均値であり、ｍは、オキシエチレン部分が分子の約１０質量％～約９０
質量％を構成するような値である、共役ポリオキシアルキレン化合物。
【００５１】
　１９５４年４月６日にＬｕｎｄｓｔｅｄらに発行された米国特許第２，６７４，６１９
号に記載されている、式Ｙ￥［（Ｃ３Ｈ６Ｏｎ（Ｃ２Ｈ４Ｏ）ｍＨ］ｘを有する、共役ポ
リオキシアルキレン化合物であって、式中、Ｙは、約２～６の炭素原子を有し、かつｘの
反応性水素原子を含有する有機化合物の残基であり、この場合、ｘは、少なくとも約２の
値であり、ｎは、ポリオキシプロピレン疎水性塩基の分子量が少なくとも約９００である
ような値であり、ｍは、分子のオキシエチレン含有量が約１０質量％～約９０質量％であ
るような値である。Ｙの定義の範囲内にある化合物には、例えば、プロピレングリコール
、グリセリン、ペンタエリスリトール、トリメチロールプロパン、エチレンジアミン等が
含まれる。オキシプロピレン鎖は、任意選択であるが有利に、少量のエチレンオキシドを
含有し、オキシエチレン鎖はまた、任意選択であるが有利に、少量のプロピレンオキシド
も含有する。
【００５２】
　追加の共役ポリオキシアルキレン表面活性剤は、式Ｐ￥［（Ｃ３Ｈ６Ｏ）ｎ（Ｃ２Ｈ４

Ｏ）ｍＨ］ｘに対応し、式中、Ｐは、約８～１８個の炭素原子を有し、かつｘの反応性水
素原子を含有する有機化合物の残基であり、この場合、ｘは、１または２の値を有し、ｎ
は、ポリオキシエチレン部分の分子量が少なくとも約４４であるような値であり、ｍは、
分子のオキシプロピレン含有量が約１０質量％～約９０質量％であるような値である。い
ずれの場合も、オキシプロピレン鎖は、任意選択により、少量のエチレンオキシドを含有
してもよく、オキシエチレン鎖はまた、任意選択により、少量のプロピレンオキシドを含
有してもよい。
【００５３】
　ポリヒドロキシ脂肪酸アミド界面活性剤には、構造式Ｒ２ＣＯＮＲ１Ｚを有するものが
含まれ、式中、Ｒ１は、Ｈ、Ｃ１－Ｃ４ヒドロカルビル、２－ヒドロキシエチル、２－ヒ
ドロキシプロピル、エトキシ、プロポキシ基、またはそれらの混合物であり、Ｒ２は、直
鎖であり得るＣ５－Ｃ３１ヒドロカルビルであり、Ｚは、直鎖ヒドロカルビル鎖を有する
ポリヒドロキシヒドロカルビルであり、少なくとも３つのヒドロキシルは鎖またはそのア
ルコキシ化誘導体（好ましくはエトキシル化またはプロポキシル化）に直接連結される。
Ｚは、還元アミン化反応において還元糖由来であってもよく、例えばグリシチル部分であ
る。
【００５４】
　脂肪族アルコールの約０～約２５モルのエチレンオキシドとのアルキルエトキシレート
縮合生成物。脂肪族アルコールのアルキル鎖は、直鎖または分岐鎖のいずれか、第１級ま
たは第２級のいずれかであってもよく、概して、６～２２個の炭素原子を含有する。
【００５５】
　エトキシル化Ｃ６－Ｃ１８脂肪アルコールならびにＣ６－Ｃ１８混合エトキシル化及び
プロポキル化脂肪アルコール。適切なエトキシル化脂肪族アルコールは、３～５０のエト
キシル化度を有するＣ１０－Ｃ１８エトキシル化脂肪族アルコールを含む。
【００５６】
　非イオン性アルキルポリサッカリド界面活性剤には、１９８６年１月２１日にＬｌｅｎ
ａｄｏに発行された米国第４，５６５，６４７号に開示されているものが含まれる。これ
らの界面活性剤には、約６～約３０個の炭素原子を含有する疎水性基、及びポリサッカリ
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ド、例えば、ポリグリコシド、約１．３～約１０個のサッカリド単位を含有する親水性基
が含まれる。５または６個の炭素原子を含有する任意の還元サッカリドを使用することが
でき、例えば、グルコース、ガラクトース、及びガラクトシル部分がグルコシル部分につ
いて置換され得る。（任意選択により、疎水基は、２－、３－、４－等の位置で付着され
るため、グルコシドまたはガラクトシドとは対照的にグルコースまたはガラクトースが得
られる。）サッカリド間結合は、例えば、追加のサッカリド単位の１つの位置と先行する
サッカリド単位上の２－、３－、４－、及び／または６－位置との間にあり得る。
【００５７】
　脂肪酸アミド界面活性剤には、式Ｒ６ＣＯＮ（Ｒ７）２を有するものが含まれ、式中、
Ｒ６は、７～２１個の炭素原子を含有するアルキル基であり、各Ｒ７は独立して、水素、
Ｃ１－Ｃ４アルキル、Ｃ１－Ｃ４ヒドロキシアルキル、または－（Ｃ２Ｈ４Ｏ）ｘＨであ
り、この場合、ｘは、１～３である。
【００５８】
　非イオン性界面活性剤の別の分類には、アルコキシル化アミンとして定義される分類、
または最も好ましくは、アルコールアルコキシル化／アミノ化／アルコキシル化界面活性
剤が含まれる。これらの非イオン性界面活性剤は、以下の一般式によって少なくとも部分
的に表さ得る。Ｒ２０－－（ＰＯ）ｓＮ－－（ＥＯ）ｔＨ，Ｒ２０－－（ＰＯ）ｓＮ－－
（ＥＯ）ｔＨ（ＥＯ）ｔＨ，、及びＲ２０－－Ｎ（ＥＯ）ｔＨ、式中、Ｒ２０は、８～２
０個、好ましくは１２～１４個の炭素原子のアルキル、アルケニル、もしくは他の脂肪族
基、またはアルキル－アリール基であり、ＥＯは、オキシエチレンであり、ＰＯは、オキ
シプロピレンであり、ｓは、１～２０、好ましくは２～５であり、ｔは、１～１０、好ま
しくは２～５であり、ｕは、１～１０、好ましくは２～５である。
【００５９】
　これらの化合物の範囲における他の変形は、代替式Ｒ２０－－（ＰＯ）ｖ－－Ｎ￥［（
ＥＯ）ｗＨ］￥［（ＥＯ）ｚＨ］によって表され得、式中、Ｒ２０は、８～２０個、好ま
しくは１２～１４個の炭素原子のアルキル、アルケニル、もしくは他の脂肪族基、または
アルキル－アリール基であり、ｖは、１～２０であり（例えば、１、２、３、または４（
好ましくは２））、ｚは独立して、１～１０、好ましくは２～５である。
【００６０】
　これらの化合物は、非イオン性界面活性剤としてＨｕｎｔｓｍａｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ
ｓから販売されている一連の製品に商業的に代表される。この分類の好適な化学物質には
、ＳＵＲＦＯＮＩＣ（商標）ＰＥＡ　２５アミンアルコキシレート含まれる。
【００６１】
　組成物は、半極性非イオン性界面活性剤をさらに含んでもよい。半極性非イオン性界面
活性剤の例として、アミンオキシドならびに水溶性ホスフィンオキシド及びスルホキシド
化合物が挙げられる。
【００６２】
　アミンオキシドは、以下の一般式に対応する第３級アミンオキシドであり、
【化５】

　式中、矢印は、半極性結合の従来的表現であり、Ｒ１、Ｒ２、及びＲ３は、脂肪族、芳
香族、複素環式、脂環式、またはそれらの組み合わせであってもよい。概して、対象の洗
浄剤のアミンオキシドについて、Ｒ１は、約８～約２４個の炭素原子のアルキルラジカル
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であり、Ｒ２及びＲ３は、１～３個の炭素原子のアルキルもしくはヒドロキシアルキルま
たはその混合物であり、Ｒ２及びＲ３は、例えば酸素原子または窒素原子を介して互いに
付着されて環構造を形成し得、Ｒ４は、２～３個の炭素原子を含有するアルカリまたはヒ
ドロキシアルキレン基であり、ｎは、０～約２０の範囲である。
【００６３】
　有用な水溶性アミンオキシド界面活性剤は、ココナツまたは牛脂アルキルジ－（低級ア
ルキル）アミンオキシドから選択され得、その具体的な例として、ドデシルジメチルアミ
ンオキシド、トリデシルジメチルアミンオキシド、テトラデシルジメチルアミンオキシド
、ペンタデシルジメチルアミンオキシド、ヘキサデシルジメチルアミンオキシド、ヘプタ
デシルジメチルアミンオキシド、オクタデシルジメチルアミンオキシド、ドデシルジプロ
ピルアミンオキシド、テトラドデシルジプロピルアミンオキシド、ヘキサドデシルジプロ
ピルアミンオキシド、テトラデシルジブチルアミンオキシド、オクタデシルジブチルアミ
ンオキシド、ビス（２－ヒドロキシエチル）ドデシルアミンオキシド、ビス（２－ヒドロ
キシエチル）－３－ドデコキシ－１－ヒドロキシプロピルアミンオキシド、ジメチル－（
２－ヒドロキシドデシル）アミンオキシド、３，６，９－トリオクタデシルジメチルアミ
ンオキシド、及び３－ドデコキシ－２－ヒドロキシプロピルジ（２－ヒドロキシエチル）
アミンオキシドが挙げられる。
【００６４】
　半極性非イオン性界面活性剤には、以下の構造を有する水溶性ホスフィンオキシドも含
まれ、
【化６】

　式中、矢印は、半極性結合の従来的表現であり、Ｒ１は、鎖長の１０～約２４個の炭素
原子の範囲であるアルキル、アルケニル、またはヒドロキシアルキル部分であり、Ｒ２及
びＲ３は、１～３個の炭素原子を含有するアルキルまたはヒドロキシアルキル基から別々
に選択される各アルキル部分である。有用なホスフィンオキシドの例として、ジメチルデ
シルホスフィンオキシド、ジメチルテトラデシルホスフィンオキシド、メチルエチルテト
ラデシルホスホンオキシド、ジメチルヘキサデシルホスフィンオキシド、ジエチル－２－
ヒドロキシオクチルデシルホスフィンオキシド、ビス（２－ヒドロキシエチル）ドデシル
ホスフィンオキシド、及びビス（ヒドロキシメチル）テトラデシルホスフィンオキシドが
挙げられる。
【００６５】
　半極性非イオン性界面活性剤には、下記の構造を有する水溶性スルホキシド化合物も含
まれ、
【化７】
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　式中、矢印は、半極性結合の従来的表現であり、Ｒ１は、約８～約２８個の炭素原子、
０～約５個のエーテル結合、及び０～約２個のヒドロキシル置換基のアルキルまたはヒド
ロキシアルキル部分であり、Ｒ２は、１～３個の炭素原子を有するアルキル基及びヒドロ
キシアルキル基からなるアルキル部分である。これらのスルホキシドの有用な例として、
ドデシルメチルスルホキシド、３－ヒドロキシトリデシルメチルスルホキシド、３－メト
キシトリデシルメチルスルホキシド、及び３－ヒドロキシ－４－ドデコキシブチルメチル
スルホキシドが挙げられる。
【００６６】
　両性及び双性イオン性界面活性剤両性及び双性イオン性界面活性剤として、第２級及び
第３級アミンの誘導体、複素環式第２級及び第３級アミンの誘導体、または第４級アンモ
ニウム、第４級ホスホニウム、もしくは第３級スルホニウム化合物の誘導体が挙げられる
。アンモニウム、ホスホニウム、またはスルホニウム化合物は、脂肪族置換基、例えば、
アルキル、アルケニル、もしくはヒドロキシアルキル、アルキレンもしくはヒドロキシア
ルキレン、またはカルボキシレート、スルホネート、サルフェート、もしくはホスホネー
ト、またはホスフェート基と置換され得る。ベタイン及びスルテイン界面活性剤は、本組
成物中で使用するための例示的双性イオン性界面活性剤である。
【００６７】
　双性イオン性界面活性剤は、両性界面活性剤の一部と考えることができる。双性イオン
性界面活性剤は、第２級及び第３級アミンの誘導体、複素環式第２級及び第３級アミンの
誘導体、または第４級アンモニウム、第４級ホスホニウム、もしくは第３級スルホニウム
化合物の誘導体として広範に説明され得る。典型的には、双性イオン性面活性剤は、正荷
電第４級アンモニウム、または場合によりスルホニウムもしくはホスホニウムイオン、負
荷電カルボキシル基、アルキル基を含む。双性イオン性は、概して、分子の等電領域内で
ほぼ同程度までイオン化し、かつ正－負の電荷中心間に強い「分子内塩」引力を発生させ
ることのできる、カチオン性基及びアニオン性基を含有する。このような双性イオン性合
成界面活性剤の例として、脂肪族第４級アンモニウム、ホスホニウム、及びスルホニウム
化合物の誘導体が挙げられ、この場合、脂肪族ラジカルが直鎖または分鎖であり得、脂肪
族置換基のうちの１つが、８～１８個の炭素原子を含有し、１つが、アニオン性水可溶化
基、例えば、カルボキシ、スルホネート、サルフェート、ホスフェート、またはホスホネ
ートを含有する。ベタイン及びスルテイン界面活性剤は、例示的双性イオン性界面活性剤
である。
【００６８】
　これらの化合物の一般式は、以下の通りであり、
【化８】

　式中、Ｒ１は、０～１０個のエチレンオキシド部分及び０から１個のグリセリル部分を
有する８～１８個の炭素原子のアルキル、アルケニル、またはヒドロキシアルキルラジカ
ルを含有し、Ｙは、窒素原子、リン原子、及び硫黄原子からなる群から選択され、Ｒ２は
、１～３個の炭素原子を含有するアルキルまたはモノヒドロキシアルキル基であり、ｘは
、Ｙが硫黄原子であるときに１であり、Ｙが窒素原子またはリン原子であるときに２であ
り、Ｒ３は、１～４個の炭素原子のアルキレンまたはヒドロキシアルキレンであり、Ｚは
、カルボキシレート、スルホネート、サルフェート、ホスホネート、及びホスフェート基
からなる群から選択されるラジカルである。
【００６９】
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　上に列挙される構造を有する双性イオン性界面活性剤の例として、４－￥［Ｎ，Ｎ－ジ
（２－ヒドロキシエチル）－Ｎ－オクタデシルアンモニオ］－ブタン－１－カルボキシレ
ート、５－￥［Ｓ－３－ヒドロキシプロピル－Ｓ－ヘキサデシルスルホニオ］－３－ヒド
ロキシペンタン－１－サルフェート、３－￥［Ｐ，Ｐ－ジエチル－Ｐ－３、６、９－トリ
オキサテトラコサンホスホニオ］－２－ヒドロキシプロパン－１－ホスフェート、３－￥
［Ｎ，Ｎ－ジプロピル－Ｎ－３－ドデコキシ－２－ヒドロキシプロピル－アンモニオ］－
プロパン－１－ホスホネート、３－（Ｎ，Ｎ－ジメチル－Ｎ－ヘキサデシルアンモニオ）
－プロパン－１－スルホネート、３－（Ｎ，Ｎ－ジメチル－Ｎ－ヘキサデシルアンモニオ
）－２－ヒドロキシ－プロパン－１－スルホネート、４－￥［Ｎ，Ｎ－ジ（２（２－ヒド
ロキシエチル）－Ｎ（２－ヒドロキシドデシル）アンモニオ］－ブタン－１－カルボキシ
レート、３－￥［Ｓ－エチル－Ｓ－（３－ドデコキシ－２－ヒドロキシプロピル）－スル
ホニオ］－プロパン－１－ホスフェート、３－￥［［Ｐ，Ｐ－ジメチル－Ｐ－ドデシルホ
スホニオ］－プロパン－１－ホスホネート、及びＳ￥［Ｎ，Ｎ－ジ（３－ヒドロキシプロ
ピル）－Ｎ－ヘキサデシルアンモニオ］－２－ヒドロキシ－ペンタン－１－サルフェート
が挙げられる。アルキル基は、直鎖または分岐及び飽和または不飽和であり得る。
【００７０】
　双性イオン性界面活性剤には、以下の一般構造のベタインが含まれる。
【化９】

【００７１】
　これらの界面活性剤ベタインは、典型的には、ｐＨ極値で強いカチオン性またはアニオ
ン性特徴を呈することがなく、また、それらの等電領域で水溶性の低減を示すこともない
。「外部」第４級アンモニウム塩とは異なり、ベタインは、アニオンに適合する。適切な
ベタインの例として、ココナツアシルアミドプロピルジメチルベタイン、ヘキサデシルジ
メチルベタイン、Ｃ１２－１４アシルアミドプロピルベタイン、Ｃ８－１４アシルアミド
ヘキシルジエチルベタイン、４－Ｃ１４－１６アシルメチルアミド－ジエチルアンモニオ
－１－カルボキシブタン、Ｃ１６－１８アシルアミドジメチルベタイン、Ｃ１２－１６ア
シルメチルアミドペンタン－ジエチルベタイン、及びＣ１２－１６アシルメチルアミドジ
メチルベタインが挙げられる。
【００７２】
　スルテインとして、式（Ｒ（Ｒ１）２Ｎ＋Ｒ２ＳＯ３－を有する化合物が含まれ、式中
、Ｒは、Ｃ６－Ｃ１８ヒドロカルビル基であり、各Ｒ１は、典型的には、独立して、Ｃ１

－Ｃ３アルキル、例えばメチルであり、Ｒ２は、Ｃ１－Ｃ６ヒドロカルビル基、例えば、
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【００７３】
　両性界面活性剤両性（Ａｍｐｈｏｔｅｒｉｃ）または両性（ａｍｐｈｏｌｙｔｉｃ）界
面活性剤は、塩基性及び酸性の親水性基の両方、ならびに有機疎水性基を含有する。これ
らのイオン性成分は、他の種類の界面活性剤に関して本明細書に記載されるアニオン基ま
たはカチオン基のうちのいずれであってもよい。塩基性窒素及び酸性カルボキシレート基
は、塩基性及び酸性親水性基として用いられる典型的な官能基である。少数の界面活性剤
において、スルホネート、サルフェート、ホスホネート、またはホスフェートは、負電荷
をもたらす。
【００７４】
　両性界面活性剤は、脂肪族第２級及び第３級アミンの誘導体として広範に説明され得、
この場合、脂肪族ラジカルが直鎖または分岐であってもよく、脂肪族置換基のうちの１つ
が、８～１８個の炭素原子を含有し、１つが、アニオン性水溶化基、例えば、カルボキシ
、スルホ、サルファト、ホスファト、またはホスホノを含有する。両性界面活性剤は、当
業者に既知の２つの主要な分類に分割され、「Ｓｕｒｆａｃｔａｎｔ　Ｅｎｃｙｃｌｏｐ
ｅｄｉａ」，Ｃｏｓｍｅｔｉｃｓ＆Ｔｏｉｌｅｔｒｉｅｓ，Ｖｏｌ．１０４（２）６９－
７１（１９８９）に記載されている。第１の分類には、アシル／ジアルキルエチレンジア
ミン誘導体（例えば、２－アルキルヒドロキシエチルイミダゾリン誘導体）及びその塩が
含まれる。第２の分類には、Ｎ－アルキルアミノ酸及びその塩が含まれる。いくつかの両
性界面活性剤は、両方の分類に属することが想定され得る。
【００７５】
　両性界面活性剤は、当業者に既知の方法で合成され得る。例えば、２－アルキルヒドロ
キシエチルイミダゾリンは、長鎖カルボン酸（または誘導体）と、ジアルキルエチレンジ
アミンとの縮合及び閉環によって合成される。市販の両性界面活性剤は、例えば、酢酸エ
チルでのアルキル化による、イミダゾリン環の後続の加水分解及び開環によって誘導体化
される。アルキル化の間に、１個または２個のカルボキシ－アルキル基が反応して、第３
級アミン及びエーテル結合を形成し、異なるアルキル化剤が、異なる第３級アミンを発生
させる。
【００７６】
　長鎖イミダゾール誘導体は、以下の一般式を有する。
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【化１０】

　式中、Ｒは、８～１８個の炭素原子を含有する非環式疎水性基であり、Ｍは、アニオン
の電荷を中和するためのカチオン、一般的にはナトリウムである。例示的な市販のイミダ
ゾリン由来の両性のものとして、ココアンホプロピオネート、ココアンホカルボキシ－プ
ロピオネート、ココアンホグリシネート、ココアンホカルボキシ－グリシネート、ココア
ンホプロピル－スルホネート、及びココアンホカルボキシ－プロピオン酸が含まれる。好
適なアンホカルボン酸は、アンホジカルボン酸のジカルボン酸官能基がジ酢酸及び／また
はジプロピオン酸である脂肪イミダゾリンから生成される。本明細書に記載のカルボキシ
メチル化化合物（グリシネート）は、ベタインと呼ばれることが多い。
【００７７】
　長鎖Ｎ－アルキルアミノ酸は、ＲがＣ８－Ｃ１８直鎖または分岐鎖アルキル、脂肪アミ
ンであるＲＮＨ２を、ハロゲン化カルボン酸と反応させることによって容易に調製される
。アミノ酸の第１級アミノ基のアルキル化は、第２級アミン及び第３級アミンをもたらす
。アルキル置換基は、２つ以上の反応性窒素中心を提供する追加のアミノ基を有してもよ
い。大部分の市販のＮ－アルキルアミン酸は、ベータ－アラニンまたはベータ－Ｎ（２－
カルボキシエチル）アラニンのアルキル誘導体である。市販のＮ－アルキルアミノ酸両性
電解質の例として、アルキルベータ－アミノジプロピオネート、ＲＮ（Ｃ２Ｈ４ＣＯＯＭ
）２及びＲＮＨＣ２Ｈ４ＣＯＯＭが挙げられる。式中、Ｒは、好ましくは、８～１８個の
炭素原子を含有する非環式疎水性基であり、Ｍは、アニオンの電荷を中和するためのカチ
オンである。
【００７８】
　好適な両性界面活性剤には、ココナツ油またはココナツ脂肪酸等のココナツ生成物由来
のものが含まれる。これらのココナツ由来界面活性剤のより好適なものとして、エチレン
ジアミン部分、アルカノールアミド部分、アミノ酸部分、好ましくはグリシン、またはそ
れらの組み合わせが、その構造の一部として含まれ、８～１８個（好ましくは１２個）の
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炭素原子からなる脂肪族置換基を含む。このような界面活性剤は、アルキルアンホジカル
ボン酸ともみなされ得る。二ナトリウムココアンホジプロピオネートは、１つの最も好適
な両性界面活性剤であり、商品名ＭＩＲＡＮＯＬ（商標）ＦＢＳでＳｏｌｖａｙ　Ｓ．Ａ
．から市販されている。化学名二ナトリウムココアンホジアセテートを有する別の最も好
適なココナツ由来の両性界面活性剤も、Ｓｏｌｖａｙ　Ｓ．Ａ．から商品名ＭＩＲＡＮＯ
Ｌ（商標）Ｃ２Ｍ－ＳＦ　Ｃｏｎｃ．で販売されている。
【００７９】
　界面活性剤は、組成物の使用溶液の約０．１～約５％、約０．１５～約４％、約０．２
～約３％、または約０．３～約２．５％で存在し得る。一例では、界面活性剤は、組成物
の約０．２５～約４％で存在する。組成物が濃縮物として提供される場合、界面活性剤は
、組成物の約３～約３０％、約５～約２０％、または約８～約１５％で存在し得る。
【００８０】
　溶媒
　組成物は、好ましくは、水溶液として提供される。組成物は、１つ又は複数の追加の溶
媒をさらに含んでもよい。例えば、組成物は、エステル、エーテル、ケトン、アミン、及
び非芳香族溶媒等の水溶性有機溶媒を含んでもよい。適切な溶媒の例として、水溶性グリ
コール及びグリコールエーテルが挙げられる。グリコールの例として、エチレングリコー
ル、プロピレングリコール、ブチレングリコール、及びヘキシレングリコールが挙げられ
る。好適なグリコールとして、プロピレングリコール及びヘキシレングリコールが挙げら
れる。グリコールエーテルの例として、エチレングリコールモノブチルエーテル、プロピ
レングリコールメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレン
グリコールモノブチルエーテル、ジエチレングリコールモノヘキシルエーテル、ジエチレ
ングリコールモノメチルエーテル、及びジプロピレングリコールメチルエーテル、ならび
にＤｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｍｉｄｌａｎｄ，ＭＩからＤＯＷＡＮＯ
Ｌ（登録商標）及びＣＡＲＢＩＴＯＬ（商標）の商品名で市販されているものが挙げられ
る。いくつかの実施形態では、グリコールは、グリコールエーテルを可溶化するために作
用すること、ならびに両性界面活性剤－グリコールエーテル系における厚い豊富な発泡体
の形成を促進することという２つの目的を果たす。ある特定の実施形態では、溶媒は不燃
性である。
【００８１】
　溶媒は、組成物の使用溶液の約０．１～約５％、約０．３～約４％、または約０．５～
約２％で存在し得る。一例では、溶媒は、組成物の使用溶液の約０．２～約０．８％で存
在する。組成物が濃縮物として提供される場合、溶媒は、組成物の約１～約２５％、約２
～約２０％、約４～約１６％、または約５～約１０％で存在し得る。一例では、組成物は
、約２５～約９０％の水、約４～約１０％のグリコールエーテル、及び約４～約１０％の
グリコールを含む濃縮物である。
【００８２】
　高レベルのジカルボキシレートを含む配合では、ヒドロトロープ（例えば、界面活性剤
及び／または共溶媒）が、溶液中に溶媒を保つように含まれ得る。組成物は、一価または
多価アルコール、具体的にはエタノール、ｎ－プロパノールまたはｉ－プロパノール、ブ
タノール、グリコール、プロパンジオール、ブタンジオール、グリセロール、ジグリコー
ル、プロピルジグリコール、ブチルジグリコール、及びそれらの混合物から選択される１
つ又は複数の共溶媒を含有してもよい。いくつかの実施形態では、共溶媒は、プロピレン
グリコールまたはヘキシレングリコール等のグリコールである。
【００８３】
　共溶媒は、組成物の使用溶液の約０．１～約５％、約０．３～約４％、または約０．５
～約２％で存在し得る。一例では、共溶媒は、組成物の使用溶液の約０．２～約０．８％
で存在する。組成物が濃縮物として提供される場合、共溶媒は、組成物の約１～約２５％
、約２～約２０％、約４～約１６％、または約５～約１０％で存在し得る。一例では、組
成物は、約４～約１０％のプロピレングリコールまたはヘキシレングリコールを含む。
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【００８４】
　本開示のいくつかの態様によると、組成物は、ジカルボン酸（例えば、マロン酸、コハ
ク酸、グルタル酸、アジピン酸、またはそれらの組み合わせ）、１つ又は複数の両性界面
活性剤（例えば、アミン）、１つ又は複数のグリコールエーテル、及び任意選択により共
溶媒（例えば、プロピレンまたはヘキシレングリコール）を含み、これらはまとめて、改
善された洗浄有効性の相乗効果を提供する。成分はまた、改善された発泡及び洗浄有効性
を提供するために相乗的に作用し得る。
【００８５】
　抗菌剤
　組成物は、抗菌剤または殺菌剤も含んでもよい。適切な抗菌剤は、アルカリ溶液中で有
効であるものである。適切な抗菌剤の例として、第４級アンモニウム化合物及び第３級ア
ンモニウム化合物が挙げられる。市販の第３級アンモニウム化合物の例として、ニュージ
ャージー州アレンデールのＬｏｎｚａ　Ｉｎｃ．より入手可能なＬｏｎＺＡＢＡＣ（登録
商標）１２が挙げられる。
【００８６】
　ｐＨ修飾剤
　組成物は、１つ又は複数の酸を含んでもよいが、組成物は、組成物が溶解されるときに
使用溶液のｐＨを調整する他のｐＨ修飾剤をさらに含んでもよい。代替として、ｐＨ修飾
剤（１つ又は複数の酸を含む）は、別々の成分として使用溶液中に投入されてもよい。使
用溶液のｐＨは、最適な染み抜き及び／または洗浄活性を提供するように調整されてもよ
く、水の硬度等の種々の要因及び組成物中に含まれる他の成分に基づいて最適化されても
よい。例えば、使用溶液のｐＨは、約７～約１３、約８～約１２、約９～約１１、または
約９．５～約１０．５であってもよい。一実施形態では、使用溶液のｐＨは、塩基性であ
る（すなわち、７を上回る）。一実施形態では、使用溶液のｐＨは、約１０、約１０～約
１０．５、または約１０～約１１である。適切なｐＨ修飾剤として、アルカリ金属水酸化
物（例えば、水酸化ナトリウムまたは水酸化カリウム）、有機酸及び無機酸等の塩基及び
酸が挙げられる。
【００８７】
　一実施形態によると、組成物は、ジカルボン酸またはその塩、１つ又は複数の界面活性
剤、ならびに任意選択の溶媒及び共溶媒を含む。組成物は、７～１２．５、または好まし
くは約９～約１１の範囲のｐＨを有する。濃縮組成物は、組成物の約３～約２５％、約４
～約２０％、または約５～約１５％でジカルボン酸またはその塩を、約３～約３０％、約
５～約２０％、または約８～約１５％で界面活性剤を、任意選択により、約１～約２５％
、約２～約２０％、約４～約１６％、または約５～約１０％で溶媒を、任意選択により、
約１～約２５％、約２～約２０％、約４～約１６％、または約５～約１０％で共溶媒を、
及び任意選択によりｐＨ調整剤（例えば、水酸化ナトリウム）を含んでもよい。残りの濃
縮物組成物は、水であり得る。一例では、濃縮組成物は、マロン酸、コハク酸、グルタル
酸、アジピン酸、及びそれらの組み合わせから選択される約４～約２０％のジカルボン酸
、約５～約２０％の界面活性剤、約２～約１０％の溶媒（例えば、グリコールエーテル）
、約２～約１０％の共溶媒（例えば、グリコール）、ならびに約２５～約８７％の水、な
らびに任意選択によりｐＨ調整剤（例えば、水酸化ナトリウム）を含む。組成物は、抗菌
剤、芳香剤、染料、レオロジー修飾剤、発泡剤、消泡剤等の追加の薬剤も含んでもよい。
【００８８】
　代替として、組成物は、即使用可能溶液として提供されてもよい。即使用可能溶液は、
約０．１～約５％、約０．１５～約４％、約０．２～約３％、または約０．３～約２．５
％でジカルボン酸またはその塩を、約０．１～約５％、約０．１５～約４％、約０．２～
約３％、または約０．３～約２．５％で界面活性剤を、任意選択により約０．１～約５％
、約０．３～約４％、または約０．５～約２％で溶媒を、任意選択により約０．１～約５
％、約０．３～約４％、または約０．５～約２％で共溶媒を、任意選択によりｐＨ調整剤
（例えば、水酸化ナトリウム）を含んでもよい。残りの即使用可能組成物は、水であり得
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る。一例では、即使用可能溶液は、約９～約１１のｐＨを有し、マロン酸、コハク酸、グ
ルタル酸、アジピン酸、及びそれらの組み合わせから選択される約０．２５～約４％のジ
カルボン酸、約０．２～約０．８％の溶媒（例えば、グリコールエーテル）、約０．２～
約０．８％の共溶媒（例えば、グリコール）、任意選択によりｐＨ調整剤（例えば、水酸
化ナトリウム）、及び残りの水を有する。組成物は、抗菌剤、芳香剤、染料、レオロジー
修飾剤、発泡剤、消泡剤等の追加の薬剤も含んでもよい。
【００８９】
　組成物は、カルサイト系石表面、具体的には大理石表面への損傷を最小化するように配
合される。しかしながら、組成物は、有効な硬質表面洗浄剤であり、組成物の成分及びｐ
Ｈと一般に適合する任意の他の硬質表面上で使用され得る。組成物は、個人用保護具（「
ＰＰＥ」）を用いることなく使用するのに適切なｐＨを有するように配合され得、共通の
硬質表面への損傷を最小にする。例えば、組成物は、約９．５～約１０．５のｐＨを有し
得る。組成物は、一般的に知られている刺激性溶媒、界面活性剤、または他の成分等の強
力な刺激物を含まないようにも配合され得る。
【００９０】
　組成物は、従来の硬質表面洗浄剤と同じ様式で使用され得る。例えば、組成物は、拭き
取り、吹き掛け、噴霧、注入、滴下、スポンジ、または任意の他の適切な方法によって表
面に適用され得る。組成物は、組成物が除去されるまでにかかる適切な時間の間、表面上
で洗い流しまたは拭き取りされてもよく、または表面上に滞留させてもよい。例えば、組
成物は、数秒間、または約０秒～約２分、またはさらに長く表面上に留まらせることがで
きる。一例では、組成物を大理石表面に適用し、約３０秒、約１分、約２分、約３分、約
４分、約５分、または約１～約１０分間表面上に留まらせる。滞留時間後、表面を拭き取
り及び／または擦り洗いすることができる。組成物は、大理石表面への損傷を引き起こす
ことなく、表面から洗い流すことまたは拭き取ることができる。代替として、組成物は、
洗い流しせずに使用してもよい。
【実施例】
【００９１】
　様々な例示的組成物を調製し、石灰石鹸汚れ洗浄手順を使用して試験した。この手順で
は、ホテルのシャワーに見られる試料に基づいて配合された石灰石鹸汚れをガラススライ
ドに適用して、非多孔質の浴室表面を想定した。汚れたスライド上に洗浄組成物を噴霧し
、洗浄組成物を３０秒間滞留させ、スライドを洗浄スポンジで拭き取る／擦り洗いするこ
とによって汚れを洗浄する。スポンジ洗浄作用は、試験が確実に複製され得るように自動
化される。洗浄後、スライドをＤＩ水で洗い流し、乾燥させる。洗浄効果は、汚れの損失
を計算する前及び後のスライドを秤量することによって測定される。
【００９２】
　比較例として使用された市販の中性洗浄剤は、Ｅｃｏｌａｂ　Ｉｎｃ．より入手可能な
Ｎｅｕｔｒａｌ　Ｂａｔｈｒｏｏｍ　Ｃｌｅａｎｅｒであった。市販の大理石安全洗浄剤
は、これもＥｃｏｌａｂ　Ｉｎｃ．より入手可能なＯａｓｉｓ　Ｐｒｏ　７０　Ｍａｒｂ
ｌｅ　Ｓａｆｅ　Ｃｌｅａｎｅｒであった。
【００９３】
実施例１
　調合Ａ１、Ａ２、及びＡ３を調製し、それらの洗浄有効性について、石灰石鹸洗浄手順
を使用して、市販の中性洗浄剤と共に試験した。配合を以下の表１Ａに示す。
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【表１Ａ】

【００９４】
　各スライドの汚れの損失を測定し、３つの複製の結果を平均した。結果を表１Ｂ及び図
１に示す。

【表１Ｂ】

【００９５】
　ジカルボン酸（コハク酸）を含む組成物Ａ１が市販のクエン酸塩系中性洗浄剤同様の洗
浄結果をもたらしたことが観察された。ブチルカルビトールが含まれるが、サクシネート
は含まない組成物Ａ２も、何らかの洗浄が可能であった。最良の洗浄効果は、ジカルボン
酸（コハク酸）及び溶媒（ブチルカルビトール）の両方を含んだ組成物Ａ３によって達成
された。
【００９６】
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実施例２
　配合物Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３、及びＢ４をマロン酸、コハク酸、グルタル酸、及びアジピン
酸を用いてそれぞれ調製した。配合を表２Ａに示す。配合物の洗浄有効性について、石灰
石鹸洗浄手順を使用して３つの希釈レベル（４、８、及び１６オンス／ガロン）で３回試
験した。結果を表２Ｂ及び図２に示す。
【表２Ａ】
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【表２Ｂ】

【００９７】
　マロン酸、グルタル酸、及びアジピン酸を含む組成物が、コハク酸に匹敵する洗浄有効
性を提供することが観察された。
【００９８】
実施例３
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　例示的調合Ｃ１（ＰＡ７ａ）を調製し、市販の中性浴室洗浄溶液及び市販の大理石安全
洗浄剤について試験した。市販の中性洗浄剤は、良好な洗浄有効性を提供するが、経時的
に大理石の表面を損傷することで知られている。一方で、市販の大理石安全洗浄剤は、大
理石表面上で安全であるが、石灰汚れの適切な洗浄は提供しない。結果を表３Ｂ及び図３
に示す。
【表３Ａ】

【表３Ｂ】

【００９９】
実施例４
　市販の中性洗浄剤及び大理石安全洗浄剤、ならびに配合Ｄ１、Ｂ１、Ｂ２、及びＢ３の
適合性を、大理石表面上で試験した。生成物を８オンス／ガロンまで希釈し、大理石のタ
イルに適用し、２時間及び２４時間滞留させた。滞留時間後、生成物を洗い流し、表面を
損傷について視覚的に検査した。
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【表４Ａ】

【表４Ｂ】

【０１００】
　市販の中性洗浄剤が、大理石のタイルを視覚的にくすませたが、残りの生成物は、タイ
ルの表面に影響を与えなかったことが観察された。
【０１０１】
　本発明のある特定の実施形態について説明してきたが、他の実施形態が存在してもよい
。本明細書は詳細な説明を含むが、本発明の範囲は以下の特許請求の範囲によって示され
る。上述の特定の特徴及び行為は、本発明の例証的な態様及び実施形態として開示される
。本明細書の記述を読んだ後、種々の他の態様、実施形態、修正、及びその同等物は、本
発明の趣旨または請求される主題の範囲から逸脱することなく当業者に連想されてもよい
。以下、本発明の実施形態の例を項目［１］～［４２］に列記する。
［１］
　カルサイト石表面を洗浄するための方法であって、前記方法は、
　（ａ）水で組成物を希釈することによって使用溶液を調製することであって、前記組成
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物が、
　　３～２０質量％のジカルボン酸、
　　３～２５質量％の界面活性剤、及び
　　０～２０質量％の溶媒、を含む、調製することと、
　（ｂ）前記使用溶液をカルサイト石表面に適用することと、
　（ｃ）前記表面を洗い流し、拭き取り、または擦り洗いすることと、を含む、方法。
［２］
　前記使用溶液が、前記カルサイト石表面を損傷しない、項目１に記載の方法。
［３］
　前記組成物の前記使用溶液が、８～１２．５のｐＨを有する、項目１または２に記載の
方法。
［４］
　前記組成物の前記使用溶液が、９．５～１１のｐＨを有する、項目１～３のいずれか一
項に記載の方法。
［５］
　前記ジカルボン酸が、２～８の炭素鎖長を有する酸を含む、項目１～４のいずれか一項
に記載の方法。
［６］
　前記ジカルボン酸が、３～６の炭素鎖長を有する酸を含む、項目１～５のいずれか一項
に記載の方法。
［７］
　前記ジカルボン酸が、マロン酸、コハク酸、グルタル酸、アジピン酸、及びそれらの組
み合わせから選択される、項目１～６のいずれか一項に記載の方法。
［８］
　前記組成物が、他の官能基を有するジカルボン酸を含まない、項目１～７のいずれか一
項に記載の方法。
［９］
　前記溶媒が、１つ又は複数のグリコールエーテルを含む、項目１～８のいずれか一項に
記載の方法。
［１０］
　前記溶媒が、グリコールエーテルから選択される、項目１～９のいずれか一項に記載の
方法。
［１１］

　前記グリコールエーテルが、エチレングリコールモノブチルエーテル、プロピレングリ
コールメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコー
ルモノブチルエーテル、ジエチレングリコールモノヘキシルエーテル、ジエチレングリコ
ールモノメチルエーテル、及びジプロピレングリコールメチルエーテルを含む、項目９に
記載の方法。
［１２］
　前記溶媒が、１つ又は複数の共溶媒を含む、項目１～１１のいずれか一項に記載の方法
。
［１３］
　前記１つ又は複数の共溶媒が、グリコールを含む、項目１２に記載の方法。
［１４］
　前記グリコールが、エチレングリコール、プロピレングリコール、ブチレングリコール
、及びヘキシレングリコールを含む、項目１３に記載の方法。
［１５］
　前記組成物が、約１：２～約１：１００の組成物の水に対する希釈比で、水で希釈され
る、項目１～１４のいずれか一項に記載の方法。
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［１６］
　カルサイト石表面を洗浄するための方法であって、
　（ａ）使用溶液組成物を前記カルサイト石表面に適用することであって、前記使用溶液
が、
　　０．１～５質量％のジカルボン酸、
　　０．１～５質量％の界面活性剤、
　　０～５質量％の溶媒、を含む、適用することと、
　（ｂ）前記表面を洗い流し、拭き取り、または擦り洗いすることと、を含む、方法。
［１７］
　前記使用溶液が、前記カルサイト石表面を損傷しない、項目１６に記載の方法。
［１８］
　前記組成物の前記使用溶液が、９．５～１１のｐＨを有する、項目１６または１７に記
載の方法。
［１９］
　前記ジカルボン酸が、３～６の炭素鎖長を有する酸を含む、項目１６～１８のいずれか
一項に記載の方法。
［２０］
　前記ジカルボン酸が、マロン酸、コハク酸、グルタル酸、アジピン酸、及びそれらの組
み合わせから選択される、項目１６～１９のいずれか一項に記載の方法。
［２１］
　前記組成物が、他の官能基を有するジカルボン酸を含まない、項目１６～２０のいずれ
か一項に記載の方法。
［２２］
　前記溶媒が、１つ又は複数のグリコールエーテルを含む、項目１６～２１のいずれか一
項に記載の方法。
［２３］
　前記グリコールエーテルが、エチレングリコールモノブチルエーテル、プロピレングリ
コールメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコー
ルモノブチルエーテル、ジエチレングリコールモノヘキシルエーテル、ジエチレングリコ
ールモノメチルエーテル、及びジプロピレングリコールメチルエーテルを含む、項目２２
に記載の方法。
［２４］
　前記溶媒が、１つ又は複数の共溶媒を含む、項目１６～２３のいずれか一項に記載の方
法。
［２５］
　前記１つ又は複数の共溶媒が、エチレングリコール、プロピレングリコール、ブチレン
グリコール、ヘキシレングリコール、またはそれらの組み合わせを含む、項目２４に記載
の方法。
［２６］
　　３～２０質量％のジカルボン酸、
　　３～２５質量％の界面活性剤、
　　０～２０質量％溶媒、及び
　　水、を含む、組成物であって、
　　前記組成物は、９～１２．５のｐＨを有し、カルサイト石表面での使用に安全である
、組成物。
［２７］
　前記組成物の前記使用溶液が、９．５～１１のｐＨを有する、項目２６に記載の組成物
。
［２８］
　前記ジカルボン酸が、２～８の炭素鎖長を有する酸を含む、項目２６または２７に記載
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の組成物。
［２９］
　前記ジカルボン酸が、３～６の炭素鎖長を有する酸を含む、項目２６～２８のいずれか
一項に記載の組成物。
［３０］
　前記ジカルボン酸が、マロン酸、コハク酸、グルタル酸、アジピン酸、及びそれらの組
み合わせから選択される、項目２６～２９のいずれか一項に記載の組成物。
［３１］
　前記組成物が、他の官能基を有するジカルボン酸を含まない、項目２６～３０のいずれ
か一項に記載の組成物。
［３２］
　抗菌剤をさらに含む、項目２６～３１のいずれか一項に記載の組成物。
［３３］
　前記組成物が、発泡体または発泡性組成物である、項目２６～３２のいずれか一項に記
載の組成物。
［３４］
　　０．１～５質量％のジカルボン酸、
　　０．１～５質量％の界面活性剤、
　　０～５質量％の溶媒、及び
　　水、を含む、組成物であって、
　　前記組成物は、９～１２．５のｐＨを有する即使用可能溶液であり、カルサイト石表
面の使用に安全である、組成物。
［３５］
　前記組成物の前記使用溶液が、９．５～１１のｐＨを有する、項目３４に記載の組成物
。
［３６］
　前記ジカルボン酸が、２～８の炭素鎖長を有する酸を含む、項目３４または３５に記載
の組成物。
［３７］
　前記ジカルボン酸が、３～６の炭素鎖長を有する酸を含む、項目３４～３６のいずれか
一項に記載の組成物。
［３８］
　前記ジカルボン酸が、マロン酸、コハク酸、グルタル酸、アジピン酸、及びそれらの組
み合わせから選択される、項目３４～３７のいずれか一項に記載の組成物。
［３９］
　前記組成物が、他の官能基を有するジカルボン酸を含まない、項目３４～３８のいずれ
か一項に記載の組成物。
［４０］
　抗菌剤をさらに含む、項目３４～３９のいずれか一項に記載の組成物。
［４１］
　前記組成物が、発泡体または発泡性組成物である、項目３４～４０のいずれか一項に記
載の組成物。
［４２］
　項目２５～４１に記載の組成物の使用。
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